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Beschreibung
TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft einen
Einsatz und ein Schneidwerkzeug.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Cermet, das Titan (Ti) als einen Hauptbe-
standteil enthalt, ist weithin als ein Grundkorper
eines Elements verwendet worden, das Verschleil3-
festigkeit, Gleitfahigkeit und Abplatzwiderstandsfa-
higkeit eines Schneidwerkzeugs, eines verschleil3-
festen Elements, eines Gleitelements oder
dergleichen erfordert.

[0003] Patentdokument 1 offenbart ein Schneid-
werkzeug aus Cermet, bei dem eine eluierte Legie-
rungsphase, die aus einem Metallbindemittelphasen-
bestandteil gebildet ist, auf einer Oberflache eines
Cermet-Grundkorpers angeordnet ist, die einen Bin-
demittelphasenbestandteil enthalt, der hauptsachlich
aus Kobalt (Co) und Nickel (Ni) gebildet ist, und eine
TiN-Schicht mit einer Anti-Diffusionswirkung auf der
eluierten Legierungsphase angeordnet ist.

ZITIERLISTE
PATENTLITERATUR

[0004] Patentdokument 1: Japanisches Patent Nr.
3099834

KURZERLAUTERUNG

[0005] Ein Einsatz gemal einem Aspekt der vorlie-
genden Offenbarung weist einen Grundkérper und
eine Beschichtungsschicht auf, die eine Oberflache
des Grundkorpers bedeckt. Der Grundkdrper ist aus
Cermet gemacht. Der Einsatz gemaR einer Ausfih-
rungsform weist eine Ti- und Ar-enthaltende Zwi-
schenschicht auf, die zwischen dem Grundkorper
und der Beschichtungsschicht angeordnet ist.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht, die ein
Beispiel fur einen Einsatz gemaR einer Ausfuh-
rungsform zeigt.

Fig. 2 ist eine Seiten-Querschnittansicht, die ein
Beispiel fur einen Einsatz gemaR einer Ausfuh-
rungsform zeigt.

Fig. 3 ist eine schematische vergréRerte Ansicht
eines Querschnitts einer Zwischenschicht.

Fig. 4 ist eine Vorderansicht, die ein Beispiel fir
ein Schneidwerkzeug gemafl einer Ausflih-
rungsform zeigt.
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Fig. 5 ist ein Diagramm, das Ergebnisse einer
Hartemessung zeigt.

Fig. 6 ist ein Diagramm, das Ergebnisse einer
Messung von Druckeigenspannung der
Beschichtungsschichten der Proben Nr. 1 bis
Nr. 4 zeigt.

Fig. 7 ist ein Diagramm, das Ergebnisse einer
Messung der Adhasionskraft zeigt.

Fig. 8 ist eine Tabelle, in der die Ergebnisse der
Hartemessung, der Spannungsmessung und
der Adhasionskraftmessung zusammengefasst
sind.

Fig. 9 zeigt ein Diagramm, das eine Ti-Element-
Zuordnungsabbildung in der Zwischenschicht
der Probe Nr. 1 zeigt.

Fig. 10 zeigt ein Diagramm, das eine Ar-Ele-
ment-Zuordnungsabbildung in der Zwischen-
schicht der Probe Nr. 1 zeigt.

Fig. 11 ist eine Tabelle, die Verhaltnisse der Ele-
mentbestandteile in Atom-% an den in Fig. 10
gezeigten Messpunkten P1 bis P4 zeigt.

Fig. 12 ist ein Diagramm, das die Ergebnisse
von Verschleildtests zeigt.

BESCHREIBUNG DER AUSFUHRUNGSFORMEN

[0006] Es folgt eine detaillierte Beschreibung eines
Einsatzes und eines Schneidwerkzeugs gemaf der
vorliegenden Offenbarung (im Folgenden als ,Aus-
fuhrungsformen“ bezeichnet) unter Bezugnahme
auf die Zeichnungen. Der Einsatz und das Schneid-
werkzeug gemal der vorliegenden Offenbarung sind
durch die Ausfiihrungsformen nicht beschrankt. Die
Ausfihrungsformen kdnnen in geeigneter Weise mit-
einander kombiniert werden, sofern sich keine
Widerspriche im Gestaltungsinhalt ergeben. In den
folgenden  Ausfuhrungsformen  sind  gleiche
Abschnitte durch gleiche Bezugszeichen gekenn-
zeichnet, und redundante Erlduterungen werden
ausgelassen.

[0007] In den nachstehend beschriebenen Ausflih-
rungsformen koénnen Ausdricke wie  konstant’,
yorthogonal®, ,senkrecht® und ,parallel verwendet
werden, aber diese Ausdricke bedeuten nicht
genau ,konstant, ,orthogonal“, ,senkrecht und
Lparallel. Mit anderen Worten Iasst jeder der oben
beschriebenen Ausdriicke Abweichungen zu, z. B.
bei der Fertigungsgenauigkeit, der Installationsge-
nauigkeit oder ahnlichem.

[0008] Aus der verwandten Technik ist bekannt,
dass das Formen einer Beschichtungsschicht auf
einem Grundkorper aus Cermet zu einer Erhéhung
der Eigenspannung der Beschichtungsschicht fihrt.
Wenn die Eigenspannung der Beschichtungsschicht
hoch ist, lasst sich die Beschichtungsschicht leicht
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vom Grundkdrper ablésen, was die Erhéhung der
Verschleilfestigkeit des Einsatzes erschwert. Durch
das Formen einer Beschichtungsschicht mit niedri-
ger Harte kann die Eigenspannung der Beschich-
tungsschicht verringert werden. In diesem Fall
nimmt jedoch die Verschleil}festigkeit der Beschich-
tungsschicht selbst ab, so dass es schwierig ist, die
Verschleilfestigkeit des Einsatzes zu erhdhen.

[0009] Aus diesem Grund wird erwartet, dass ein
Einsatz mit hervorragender Verschleif¥festigkeit und
ein Schneidwerkzeug bereitgestellt werden.

Einsatz

[0010] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht, die
ein Beispiel fur einen Einsatz gemal einer Ausflih-
rungsform zeigt. Fig. 2 ist eine Seiten-Querschnittan-
sicht, die ein Beispiel fir einen Einsatz 1 gemaf einer
Ausfiihrungsform zeigt. Wie in Fig. 1 und Fig. 2
gezeigt, weist der Einsatz 1 gemaf der Ausfiihrungs-
form einen Grundkérper 2, eine Beschichtungs-
schicht 3 und eine Zwischenschicht 4 auf.

Grundkorper 2

[0011] Der Grundkérper 2 hat z. B. eine sechseckige
Form, bei der die Formen einer oberen Flache und
einer unteren Flache (Flachen, die die in Fig. 1
gezeigte Z-Achse schneiden) Parallelogramme sind.

[0012] Ein Eckabschnitt des Grundkdrpers 2 wirkt
als ein Schneidkantenabschnitt. Der Schneidkanten-
abschnitt hat eine erste Flache (zum Beispiel eine
obere Flache) und eine zweite Flache (zum Beispiel
eine Seitenflache), die mit der ersten Flache verbun-
den ist. In der Ausfiihrungsform wirkt die erste Flache
als eine ,Spanflache” zum Auffangen der beim
Schneiden anfallenden Spéane, und wirkt die zweite
Flache als eine ,Freiflache®. Eine Schneidkante ist
zumindest an einem Teil einer Kammlinie angeord-
net, an welchem sich die erste Flache und die zweite
Flache schneiden, und der Einsatz 1 schneidet ein
Werkstlick, wenn die Schneidkante am Werkstiick
angewendet wird.

[0013] Ein Durchgangsloch 21, das sich vertikal
durch den Grundkérper 2 erstreckt, kann in einem
mittleren Abschnitt des Grundkdrpers 2 angeordnet
sein. In diesem Fall wird eine Schraube 75 zur Befes-
tigung des Einsatzes 1 an einem unten beschriebe-
nen Halter 70 in das Durchgangsloch 21 eingesetzt
(siehe Fig. 4).

[0014] Der Grundkoérper 2 ist aus Cermet herge-
stellt. Das Cermet enthalt eine Hartschicht und eine
Bindemittelphase. Die Hartschicht kann z.B. Ti ent-
halten. Die Hartschicht kann beispielsweise als
einen Hauptbestandteil zumindest ein Metallelement
enthalten, das aus TiCN, TiC, TiN und TiMN ausge-
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wahltist (M ist zumindest ein Metall aus den Gruppen
4, 5 und 6 des Periodensystems mit Ausnahme von
Ti, Al und Si). Die Bindemittelphase enthalt als einen
Hauptbestandteil ein Metall der Eisengruppe wie Ni
oder Co. Der Hauptbestandteil weist 50 Massen-%
oder mehr an Komponentenbestandteilen auf.

Beschichtungsschicht 3

[0015] Die Beschichtungsschicht 3 ist auf den
Grundkorper 2 aufgebracht, um z.B. die Verschleil3-
festigkeit, die Hitzebestandigkeit und dergleichen
des Grundkorpers 2 zu verbessern. Obwohl in
Fig. 2 ein Beispiel gezeigt ist, bei dem die Beschich-
tungsschicht 3 die gesamte Oberflache des Grund-
korpers 2 bedeckt, muss die Beschichtungsschicht
3 nicht unbedingt die gesamte Oberflache des
Grundkorpers 2 bedecken. Wenn die Beschichtungs-
schicht 3 auf der ersten Flache (hier der oberen Fla-
che) des Grundkoérpers 2 angeordnet ist, hat die
erste Flache eine hohe Verschleillfestigkeit und Hit-
zebestandigkeit. Wenn die Beschichtungsschicht 3
auf der zweiten Flache (hier die Seitenflache) des
Grundkorpers 2 angeordnet ist, hat die zweite Flache
eine hohe Verschleilfestigkeit und Hitzebestandig-
keit.

[0016] Die Beschichtungsschicht 3 kann beispiels-
weise einen kubischen Kristall enthalten, der aus
einem oder mehreren Elementen gebildet ist, die
ausgewahlt sind aus der Gruppe, die aus den Ele-
menten der Gruppe 4, den Elementen der Gruppe
5, den Elementen der Gruppe 6 des Periodensys-
tems, Si und Al besteht, und einem oder mehreren
Elementen, die aus der Gruppe ausgewahlt sind,
die aus C, N und O besteht. Mit solch einer Konfigu-
ration wird die Oxidationswiderstandsfahigkeit der
Beschichtungsschicht 3 verbessert. Infolgedessen
wird die Verschleil’festigkeit der Beschichtungs-
schicht 3 weiter verbessert.

[0017] Die Beschichtungsschicht 3 kann beispiels-
weise eine Schicht auf TiAISiN-Basis sein, die Ti,
Al, Si und N aufweist. Die Beschichtungsschicht 3,
die das Metall (Ti) aufweist, das in der Zwischen-
schicht 4 enthalten ist, ist, wie gerade beschrieben,
auf der Zwischenschicht 4 positioniert, wodurch die
Adhasion zwischen der Zwischenschicht 4 und der
Beschichtungsschicht 3 erhoht wird. Dies erschwert
ein Abldsen der Beschichtungsschicht 3 von der Zwi-
schenschicht 4, wodurch die Haltbarkeit der
Beschichtungsschicht 3 erhdht wird. Der Ausdruck
, TIAISIN® bedeutet, dass Ti, Al, Si und N in einem
beliebigen Verhaltnis vorhanden sind, und bedeutet
nicht unbedingt, dass Ti, Al, Si und N in einem Ver-
haltnis von 1:1:1:1 vorhanden sind.

[0018] Als ein spezifisches Beispiel kann die
Beschichtungsschicht 3 eine Schicht aus Tiy_gp.c.
dAl,MpW Sig(CxN4_) sein. Dabei ist M ein oder meh-



DE 11 2022 005 181 TS 2024.09.26

rere Metallelemente, ausgewahlt aus der Gruppe
bestehend aus Nb, Mo, Ta, Hf und Y. Ferner erflllen
a bis d jeweilig 0,40<a<0,55,0,01<b<0,1,0,01<c
<£0,1und 0,01 £d=<0,05,und xist0 = x<1.

[0019] Die Beschichtungsschicht 3 kann eine Harte
von 33,5 GPa oder mehr und eine Druckeigenspan-
nung von 1,4 GPa oder weniger haben. In einer sol-
chen Konfiguration wird die Adhasionskraft zwischen
dem Grundkoérper 2 und der Beschichtungsschicht 3
weiter verbessert. Die VerschleilRfestigkeit der
Beschichtungsschicht 3 wird verbessert und damit
die Lebensdauer des Einsatzes 1 verlangert.

[0020] Die Adhasionsstarke (im Folgenden als
+LAdhasionskraft* bezeichnet) der Beschichtungs-
schicht 3 am Grundkdrper 2 kann 110 N oder mehr
betragen, ausgedriickt in einer Abldselast in einem
Kratztest. In einer solchen Konfiguration sind die
inneren Spannungen und die thermischen Spannun-
gen, die die Adhasionskraft zwischen dem Grundkér-
per 2 und der Beschichtungsschicht 3 bestimmen,
optimiert, und die Beschichtungsschicht 3 ist weniger
anfallig fur ein Ablésen, wahrend die hohe Harte der
Beschichtungsschicht 3 erhalten bleibt. Dadurch wird
die Lebensdauer des Einsatzes 1 weiter verlangert.

Verfahren zur Herstellung der Beschichtungsschicht

[0021] Die Beschichtungsschicht kann z.B. durch
ein Verfahren der physikalischen Gasphasenab-
scheidung hergestellt werden. Beispiele fur das Ver-
fahren der physikalischen Gasphasenabscheidung
kdénnen ein lonenplattierungsverfahren und ein Sput-
terverfahren aufweisen. Wenn die Beschichtungs-
schicht beispielsweise durch ein lonenplattierungs-
verfahren gebildet wird, kann die
Beschichtungsschicht nach dem folgenden Verfah-
ren hergestellt werden.

[0022] Es wird ein Beispiel fur ein Verfahren zur Her-
stellung der Beschichtungsschicht durch ein lonen-
plattierungsverfahren beschrieben. Zunachst wird
beispielsweise ein jedes Metalltarget aus Ti, Al, M
(M ist ein oder mehrere Metallelemente, ausgewahlt
aus Nb, Mo, Ta, Hf und Y), W, Si, einem Verbundle-
gierungstarget oder einem Sinterkérpertarget herge-
stellt.

[0023] Dann wird das als Metallquelle dienende Tar-
get verdampft und durch Bogenentladung, Glim-
mentladung oder dergleichen ionisiert. Das ionisierte
Metall wird mit Stickstoff-(N;)-Gas aus einer Stick-
stoffquelle zur Reaktion gebracht und auf der Ober-
flache des Grundkdrpers abgeschieden. Die
Beschichtungsschicht kann nach dem oben
beschriebenen Verfahren hergestellt werden.

[0024] Bei dem obigen Verfahren kann die Tempe-
ratur des Grundkdrpers auf 500°C oder héher bis
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600°C oder niedriger festgelegt werden, kann ein
Stickstoffgasdruck auf 1,0 Pa oder héher bis 6,0 Pa
oder niedriger festgelegt werden, kann eine Gleich-
stromvorspannung von -50 V oder hdher bis -200 V
oder niedriger an den Grundkoérper angelegt werden
und kann der Bogenentladungsstrom auf 100 A oder
héher bis 200 A oder niedriger festgelegt werden.

[0025] Die Zusammensetzung der Beschichtungs-
schicht kann eingestellt werden, indem die Span-
nungs- und Stromwerte zum Zeitpunkt der Boge-
nentladung und der Glimmentladung, die auf eine
Mehrzahl von Metalltargets angewendet werden, flir
jedes Target unabhangig gesteuert werden. Die
Zusammensetzung der Beschichtungsschicht kann
durch Steuern der Zusammensetzung des Metalltar-
gets, der Beschichtungszeit und des atmosphari-
schen Gasdrucks eingestellt werden.

Zwischenschicht 4

[0026] Die Zwischenschicht 4 kann zwischen dem
Grundkorper 2 und der Beschichtungsschicht 3
angeordnet sein. Insbesondere hat die Zwischen-
schicht 4 eine Flache, die mit der oberen Flache
des Grundkorpers 2 in Kontakt ist, und hat die andere
Flache, die mit der unteren Flache der Beschich-
tungsschicht 3 in Kontakt ist.

[0027] Die Zwischenschicht 4 enthalt Ti als einen
Hauptbestandteil. Eine solche Zwischenschicht 4
hat eine héhere Adhasion am Grundkorper 2 als an
der Beschichtungsschicht 3. Der Ti-Anteil in der Zwi-
schenschicht 4 kann z. B. durch Analyse mit einem
energiedispersiven Rontgenspektrometer (EDS),
das an ein Rastertransmissionselektronenmikroskop
(STEM) angeschlossen ist, ermittelt werden.

[0028] Wie oben beschrieben weist der Einsatz 1
gemal der Ausflihrungsform die Zwischenschicht 4
zwischen dem Grundkérper 2 und der Beschich-
tungsschicht 3 auf, die eine héhere Benetzbarkeit
mit dem Grundkorper 2 als der Beschichtungsschicht
3 hat, so dass die Adhasion zwischen dem Grund-
korper 2 und der Beschichtungsschicht 3 hoch ist.
Da die Zwischenschicht 4 ebenfalls eine hohe Adha-
sion zur Beschichtungsschicht 3 hat, ist es weniger
wahrscheinlich, dass sich die Beschichtungsschicht
3 von der Zwischenschicht 4 abldst.

[0029] Die Zwischenschicht 4 gemal der Ausfih-
rungsform kann zusétzlich zu Ti auch Ar enthalten.
Der Einsatz 1, der die Ti- und Ar-enthaltende Zwi-
schenschicht 4 zwischen dem Grundkoérper 2 und
der Beschichtungsschicht 3 aufweist, hat eine
hohere Adhasionskraft zwischen dem Grundkérper
2 und der Beschichtungsschicht 3.

[0030] Genauer gesagt hat die Zwischenschicht 4,
die Ti und Ar enthalt, einen hohen Spannungsrelaxa-
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tionseffekt im Vergleich zu einer Zwischenschicht,
die nur Ti (ohne Ar) enthalt. Die Ar-enthaltende Zwi-
schenschicht 4 kann eine schnelle Spannungsande-
rung vom Grundkérper 2 zur Beschichtungsschicht 3
abmildern. Infolgedessen wird angenommen, dass
die Adhasionskraft zwischen dem Grundkoérper 2
und der Beschichtungsschicht 3 verbessert wird.

[0031] Fig. 3 ist eine schematische vergrolierte
Ansicht eines Querschnitts der Zwischenschicht 4.
Wie in Fig. 3 gezeigt, kann die Zwischenschicht 4
eine Mehrzahl von Ar-angereicherten Bereichen 41
aufweisen. Die Ar-angereicherten Bereiche 41 sind
jeweils ein Bereich mit einem hoéheren Ar-Gehalt als
der andere Bereich 42 der Zwischenschicht 4. Das
Vorhandensein der Ar-angereicherten Bereiche 41
kann z. B. durch eine Analyse mit einem energiedi-
spersiven Rontgenspektrometer (EDS), das an ein
Rastertransmissionselektronenmikroskop  (STEM)
angeschlossen ist, festgestellt werden.

[0032] Die Ar-angereicherten Bereiche 41 kénnen in
der Zwischenschicht 4 inselartig verteilt sein. ,Insel-
artig verteilt“ bedeutet hier, dass die Ar-angereicher-
ten Bereiche 41 isoliert vorliegen und nicht miteinan-
der in Kontakt sind. Die Form der einzelnen Ar-
angereicherten Bereiche 41 ist nicht besonders
beschrankt. Zum Beispiel kann der mit Ar angerei-
cherte Bereich 41 eine Form, die aus gekrimmten
Linien gebildet ist, wie ein Kreis oder eine Ellipse,
eine Form, die aus geraden Linien gebildet ist, wie
ein Polygon, oder eine Form haben, die aus
gekrimmten Linien und geraden Linien gebildet ist.

[0033] Wenn die Mehrzahl der mit Ar angereicherten
Bereiche 41 wie gerade beschrieben inselartig ver-
teilt sind, wird der Effekt der Abschwachung einer
schnellen Spannungsanderung vom Grundkorper 2
zur Beschichtungsschicht 3 weiter verstarkt, und
somit wird die Adhéasionskraft zwischen dem Grund-
korper 2 und der Beschichtungsschicht 3 weiter ver-
bessert. Infolgedessen werden die Verschleil¥festig-
keit und die Bruchfestigkeit des Einsatzes 1
verbessert.

[0034] Die Mehrzahl von Ar angereicherten Berei-
chen 41 kann in der Zwischenschicht 4 ausgehend
von einer Mitte in einer Dickenrichtung (hier die Z-
Achsenrichtung) der Zwischenschicht 4 in einem
Bereich 4L an einer Seite des Grundkdrpers 2 mehr
verteilt sein als in einem Bereich 4U ausgehend von
der Mitte in der Dickenrichtung an einer Seite der
Beschichtungsschicht 3.

[0035] Wenn die Mehrzahl von Ar-angereicherten
Bereichen 41 mehr in dem Bereich an der Seite des
Grundkdrpers 2 ausgehend von der Mitte in der
Dickenrichtung verteilt ist, wird eine schnelle Span-
nungsanderung vom Grundkdrper 2 zur Zwischen-
schicht 4 abgeschwacht, und die Adhasionskraft zwi-
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schen dem Grundkoérper 2 und der Zwischenschicht
4 und darlUber hinaus die Adhasionskraft zwischen
dem Grundkorper 2 und der Beschichtungsschicht 3
werden weiter verbessert. Dadurch wird die Ver-
schleil¥festigkeit und Bruchfestigkeit des Einsatzes
1 verbessert.

[0036] Der mit Ar angereicherte Bereich 41 kann 3
Atom-% oder mehr Ar enthalten. In einer solchen
Konfiguration wird die zwischen dem Grundkdrper 2
und der Beschichtungsschicht 3 erzeugte Spannung
verringert, und zusatzlich wird die Harte der
Beschichtungsschicht 3 verbessert. Infolgedessen
kann die Verschleil¥festigkeit der Beschichtungs-
schicht 3 verbessert werden.

[0037] Die durchschnittliche Dicke der Zwischen-
schicht 4 kann z. B. 20 nm oder mehr und 80 nm
oder weniger betragen. Wenn die Dicke der Zwi-
schenschicht 4 20 nm oder mehr betragt, wird der
Adhasionseffekt zwischen der Beschichtungsschicht
3 und dem Grundkdérper 2 weiter verstarkt, und wenn
die Dicke der Zwischenschicht 4 80 nm oder weniger
betragt, wird das Auftreten und die Ausbreitung von
Rissen in der Zwischenschicht 4 unterdriickt. Daher
ermoglicht das Einstellen der durchschnittlichen
Dicke der Zwischenschicht 4 auf 20 nm oder mehr
und 80 nm oder weniger eine weitere Verbesserung
der Adhasionskraft zwischen dem Grundkoérper 2,
und der Beschichtungsschicht 3 und eine weitere
Verbesserung der Verschleillfestigkeit und Bruchfes-
tigkeit des Einsatzes 1 werden weiter verbessert.

[0038] Die Zwischenschicht 4 kann 65 Atom-% oder
mehr an Ti und 1 Atom-% oder mehr an Ar enthalten.
In einer solchen Konfiguration kann die Harte der
Beschichtungsschicht 3 weiter erhéht werden, wah-
rend die zwischen dem Grundkérper 2 und der
Beschichtungsschicht 3 erzeugte Spannung verrin-
gert wird. Infolgedessen wird die Verschleillfestigkeit
des Einsatzes 1 verbessert.

[0039] Die Zwischenschicht 4, die die oben
beschriebene Konfiguration hat, kann zum Beispiel
durch das folgende Verfahren hergestellt werden.

Verfahren zur Herstellung der Zwischenschicht

[0040] Der Grundkoérper wird in einer Umgebung mit
reduziertem Druck von 8 x 10-3 Pa oder héher und 1
x 10-4 Pa oder niedriger erhitzt, und die Oberflachen-
temperatur ist auf 500°C oder héher und 600°C oder
niedriger festgelegt. Dann wird ein Argongas als
atmosphéarisches Gas eingeleitet und wird der
Druck auf 3,0 Pa gehalten. Dann wird eine Vorspan-
nung von -400 V festgelegt, und es wird eine 11-
minutige Argon-Beschuss-Behandlung durchgefiihrt
(Ar-Beschuss-Vorbehandlung). Dann wird der Druck
auf 0,1 Pa reduziert, wird ein Lichtbogenstrom von
100 A oder mehr und 180 A oder weniger an eine
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Ti-Metall-Verdampfungsquelle angelegt und wird der
Grundkoérper fur 0,5 Minuten oder mehr und 1,0
Minuten oder weniger behandelt, um eine Tienthal-
tende Schicht als eine Zwischenschicht auf der Ober-
flache des Grundkoérpers zu bilden (Behandlung zur
Bildung der Ti-enthaltenden Schicht). Danach wird
das Argongas als Atmosphérischengas eingeleitet
und wird der Druck bei 3,0 Pa oder héher und 4,0
Pa oder niedriger gehalten, wird die Vorspannung
auf -200 V festgelegt, und wird die Argon-
Beschuss-Behandlung fir 0,3 Minuten oder mehr
und 0,8 Minuten oder weniger durchgefihrt (Ar-
Beschuss-Nachbehandlung).

[0041] Dann werden die Behandlung zur Bildung
der Ti-enthaltenden Schicht und die Ar-Beschuss-
Nachbehandlung abwechselnd ein oder mehrere
Male und zwanzig Mal oder weniger wiederholt. Bei
einmaliger Wiederholung wird die Zwischenschicht
von etwa 10 nm gebildet, und bei zwanzigmaliger
Wiederholung wird die Zwischenschicht von etwa
200 nm gebildet.

Behandlungsbedingungen der Ar-Beschuss-
Vorbehandlung

(1) Bias-Spannung: -400 V
(2) Druck: 3 Pa oder niedriger
(3) Behandlungszeit: 11 Minuten

[0042] Behandlungsbedingungen fiir die Schichtbil-
dungsbehandlung der Ti-enthaltenden Schicht

(1) Lichtbogenstrom: 100 A oder héher und 180
A oder niedriger

(2) Vorspannung: -400 V
(3) Druck: 0,1 Pa

(4) Behandlungszeit: 0,5 Minuten oder mehr und
1,0 Minuten oder weniger
die Ar-

[0043] Behandlungsbedingungen fiir

Beschuss-Nachbehandlung
(1) Bias-Spannung: -200 V

(2) Druck: 3 Pa oder mehr und 4 Pa oder weni-
ger

(3) Behandlungszeit: 0,3 Minuten oder mehr und
0,8 Minuten oder weniger

Schneidwerkzeug

[0044] Die Konfiguration des Schneidwerkzeugs,
das den oben beschriebenen Einsatz 1 aufweist,
wird unter Bezugnahme auf Fig. 4 beschrieben.
Fig. 4 ist eine Vorderansicht, die ein Beispiel fir ein
Schneidwerkzeug gemal einer Ausflhrungsform
zeigt.
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[0045] Wie in Fig. 4 gezeigt, weist ein Schneidwerk-
zeug 100 gemal der Ausfiihrungsform den Einsatz 1
und den Halter 70 zur Befestigung des Einsatzes 1
auf.

[0046] Der Halter 70 ist ein stabférmiges Element,
das sich von einem ersten Ende (oberes Ende in
Fig. 4) zu einem zweiten Ende (unteres Ende in
Fig. 4) erstreckt. Der Halter 70 ist z.B. aus Stahl
oder Gusseisen gebildet. Unter diesen Elementen
ist es besonders bevorzugt, Stahl mit hoher Zahigkeit
zu verwenden.

[0047] Der Halter 70 weist an einem Abschnitt an
der ersten Endseite eine Tasche 73 auf. Die Tasche
73 ist ein Abschnitt, in dem der Einsatz 1 aufgenom-
men ist, und hat eine Sitzflache, die sich mit der
Drehrichtung des Werkstlicks schneidet, und eine
Verbindungsseitenflache, die in Bezug auf die Sitz-
flache geneigt ist. Die Sitzflache ist mit einem
Schraubenloch versehen, in das die nachfolgend
beschriebene Schraube 75 eingeschraubt wird.

[0048] Der Einsatz 1 istin der Tasche 73 des Halters
70 angeordnet und ist mit der Schraube 75 am Halter
70 befestigt. Mit anderen Worten wird die Schraube
75 in das Durchgangsloch 21 des Einsatzes 1 einge-
setzt und wird das spitze Ende der Schraube 75 in
das in der Sitzflache der Tasche 73 ausgebildete
Schraubenloch eingesetzt und werden die Schrau-
benabschnitte miteinander verschraubt. Auf diese
Weise wird der Einsatz 1 so an den Halter 70 ange-
bracht, dass die Schneidkante aus dem Halter 70
vorsteht.

[0049] In der Ausfiihrungsform wird beispielhaft ein
Schneidwerkzeug fiir die sogenannte Drehbearbei-
tung beschrieben. Beispiele fur die Drehbearbeitung
weisen Bohren, AuRendrehen und Nutenformen auf.
Das Schneidwerkzeug ist nicht auf ein Schneidwerk-
zeug beschrankt, das fur die Drehbearbeitung ver-
wendet wird. Der Einsatz 1 kann zum Beispiel als
ein Schneidwerkzeug fir die Frasbearbeitung ver-
wendet werden. Beispiele fur Schneidwerkzeuge,
die fur die Frasbearbeitung verwendet werden, wei-
sen einen Fraser, wie z. B. einen Planfraser, einen
Stirnfraser, einen Scheibenfraser oder einen Nuten-
fraser, und einen Schaftfraser, wie z. B. einen einnu-
tigen Schaftfraser, einen mehrnutigen Schaftfraser,
einen Kegelfraser oder einen Kugelfraser, auf.

BEISPIEL

[0050] Im Folgenden wird ein Beispiel der vorliegen-
den Offenbarung ndher beschrieben. Die vorlie-
gende Offenbarung ist nicht auf das folgende Bei-
spiel beschrankt.

[0051] Es wurden Proben Nr. 1 bis Nr. 4 hergestellt,
die jeweils eine Zwischenschicht und eine Beschich-
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tungsschicht auf einem Grundkérper aus Cermet
aufweisen, das eine Tienthaltende Hartphase und
eine Co- und Ni enthaltende Bindephase enthalt.
Die Probe Nr. 1 entspricht dem Beispiel der vorlie-
genden Offenbarung und weist eine Zwischen-
schicht, die Ti und Ar enthalt, und eine Beschich-
tungsschicht auf TiAIN-Basis auf. Im Detail weist
Probe Nr. 1 die Beschichtungsschicht aus TiAINbW-
SiN auf. Eine spezifische Zusammensetzung der
Beschichtungsschicht, die die Probe Nr. 1 aufweist,
ist TizeAl4oNboW,Siy(N). Die Verfahren zur Herstel-
lung der Zwischenschicht und der Beschichtungs-
schicht sind wie oben beschrieben. Proben Nr. 2 bis
Nr. 4 entsprechen den Vergleichsbeispielen. Probe
Nr. 2 weist eine Zwischenschicht, die Ti und Al ent-
halt, und eine Beschichtungsschicht auf TiAIN-Basis
auf, die derjenigen von Nr. 1 gleich ist. Probe Nr. 3
weist eine Zwischenschicht, die Al und Cr enthalt,
und eine Beschichtungsschicht auf TiAIN-Basis auf,
die derjenigen von Nr. 1 gleich ist. Probe Nr. 4 weist
eine Zwischenschicht, die Ti und kein Ar enthalt, und
eine Beschichtungsschicht auf TiAIN-Basis auf, die
der von Nr. 1 gleich ist. Fir jede der Proben Nr. 1
bis Nr. 3 wurden sieben Probentypen hergestellt,
bei denen die Dicke der Zwischenschichten jeweils
10 nm, 20 nm, 40 nm, 80 nm, 120 nm, 160 nm und
200 nm betrug. Fur Probe Nr. 4 wurde ein Probentyp
hergestellt, bei dem die Dicke der Zwischenschicht
40 nm betrug. Die Dicke der Beschichtungsschicht
in jeder der Proben Nr. 1 bis Nr. 4 betrug 3 ym.

Hartemessung

[0052] Fir die Proben Nr. 1 bis Nr. 4 wurde ein
Messbereich von der Oberflache der Beschichtungs-
schicht bis zu einer Tiefe festgelegt, die 10 % oder
mehr und weniger als 20 % der Dicke der Beschich-
tungsschicht entspricht, und die Harte wurde mit
einer Eindringlast von 50 mN eines Eindringkdrpers
gemessen. Die Messung wurde mit einem Mikrohar-
teprufer ,ENT-1100b/a“ (hergestellt von Elionix Inc.)
durchgefiihrt.

[0053] Konkret wurde eine Last-Verschiebungs-
kurve erstellt, indem der Eindringkdrper mit der Ober-
flache der Beschichtungsschicht in Kontakt gebracht
wurde und dann die Verschiebung (Anderung der
Eindringtiefe) des Eindringkdrpers gemessen
wurde, wenn die Last variiert wurde, indem eine
Last aufgebracht, eine maximale Last gehalten und
die Last entfernt wurde. Anschlielend wurde die
Harte aus der erhaltenen Last-Verschiebungskurve
berechnet. Die Messreihe wurde jeweils 15 Mal
durchgefihrt, und der Durchschnitt der 15 Mal
gemessenen Hartewerte wurde ausgewertet.

[0054] Fig. 5 ist ein Diagramm mit den Ergebnissen
der Hartemessung. Die horizontale Achse des in
Fig. 5 dargestellten Diagramms ist die Zwischen-
schichtdicke (nm) und die vertikale Achse ist die
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Harte (GPa) der Beschichtungsschicht. Die in Fig. 5
durch Vierecke gekennzeichneten Daten geben die
Harte der Beschichtungsschicht von Probe Nr. 1 an.
Die in Fig. 5 durch leere Kreise gekennzeichneten
Daten geben die Harte der Beschichtungsschicht
von Probe Nr. 2 an. Die in Fig. 5 durch Dreiecke
gekennzeichneten Daten geben die Harte der
Beschichtungsschicht von Probe Nr. 3 an. Die in
Fig. 5 durch schwarze Kreise gekennzeichneten
Daten geben die Harte der Beschichtungsschicht
von Probe Nr. 4 an. In Fig. 5 zeigen die Daten der
Zwischenschichtdicke 0 nm das Messergebnis der
Harte einer Probe an, die keine Zwischenschicht zwi-
schen dem Grundkoérper und der Beschichtungs-
schicht aufweist (im Folgenden als ,nicht eingefugtes
Objekt” bezeichnet).

[0055] Wie in Fig. 5 gezeigt, wurde bestatigt, dass
alle Proben Nr. 1 bis Nr. 4 eine héhere Harte hatten
als das nicht eingefligte Objekt, wenn die Zwischen-
schichtdicke 40 nm betrug. Insbesondere wurde
bestatigt, dass die Harte der Probe Nr. 1, die das Bei-
spiel der vorliegenden Offenbarung ist, signifikant
erhoht war, wenn die Zwischenschichtdicke 40 nm
betrug. Im Bereich der Zwischenschichtdicke von
20 nm oder mehr bis 80 nm oder weniger betrug die
Harte der Beschichtungsschicht der Probe Nr. 1 33,5
GPa oder mehr.

[0056] Andererseits wurde bei allen Proben Nr. 1 bis
Nr. 3 bestatigt, dass die Harte der Beschichtungs-
schicht abnahm, wenn die Zwischenschicht 200 nm
betrug, verglichen mit einer Zwischenschicht von 40
nm. AuBerdem wurde bestatigt, dass bei einer Zwi-
schenschichtdicke von 200 nm die Harte der
Beschichtungsschicht von Probe Nr. 2 und Probe
Nr. 3 geringer war als die des nicht eingefiigten
Objekts.

Messung der Eigenspannung

[0057] Fig. 6 ist ein Diagramm, das die Ergebnisse
der Eigenspannungsmessung an den Beschich-
tungsschichten der Proben Nr. 1 bis Nr. 4 zeigt. Die
horizontale Achse des in Fig. 6 gezeigten Dia-
gramms ist die Zwischenschichtdicke (nm), und die
vertikale Achse ist die Druckeigenspannung (GPa).

[0058] In der vorliegenden Offenbarung ist die
Messposition der Eigenspannungen eine Position
an einer Innenseite von der Spanflache oder der
Freiflache der Schneidkante (an einer zentralen
Seite) von 1 mm oder mehr. Die Eigenspannung
wurde mit einem Rdntgenbeugungsverfahren
gemessen. In der vorliegenden Offenbarung wird
fir die Messung ein 2D-Verfahren (Mehrachsen-
Spannungsmessverfahren / ,full Debye ring fitting*“-
Verfahren) der Rontgenbeugungsmethoden verwen-
det, es kann jedoch auch ein allgemeines Réntgen-
diffraktometer fur die Messung verwendet werden.
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Ein Peak der TiAIN-(422)-Ebene, in der der Wert von
206 im Bereich von 125° bis 135° erscheint, wurde als
ein Rontgenbeugungspeak fir die Messung der
Eigenspannung verwendet. Die Eigenspannungen
wurden unter Verwendung der Poissonzahl von
TiAIN = 0,21 und des Elastizitatsmoduls = 600000
MPa berechnet. Als Bedingungen fur die Rontgen-
beugungsmessung wurden CuKa-Strahlen als eine
Roéntgenquelle verwendet, und die Bestrahlung
erfolgte bei Bedingungen einer Leistung von 45 kV
und 120 mA zur Messung der Eigenspannung.
Wenn die Eigenspannung positiv ist, handelt es sich
um eine Zugspannung, und, wenn sie negativ ist,
handelt es sich um eine Druckspannung. Die Mess-
bedingungen sind im Einzelnen wie folgt angegeben.

Messbedingungen

Roéntgendiffraktometer: D8 DISCOVER PlusluS,
hergestellt von Bruker Japan K.K.

Strahlungsquelle: CuKa
Leistung: 45 kV, 120 mA
Kollimatordurchmesser: 0,5 mm ¢

Gemessene Beugungslinie: TIAIN (422) Ebene
26 =129,990°

Messverfahren: 2D-Verfahren (¢p-Winkel: 10°,
27,5°, 45°)

Messzeit: 300 Sekunde/Aufnahme

Messort: Position an einer Innenseite 1 mm oder
mehr von der Schneidkante entfernt (an der
zentralen Seite)

Wiege: 6-Wiege (Wiegenbreite: 6 = +/- 2°)
Analyseverfahren

[0059] Die Analyse wurde nach dem 2D-Verfahren
durchgefiihrt. Es wurden die folgenden physikali-
schen Eigenschaften verwendet.

TiAIN (422) Ebene

Elastizitatsmodul: 600000 MPa, Poissonzahl:
0,21

2D-Verfahren: Peak-Auswertung: Pearson VI
Spannungsmodell: Biaxial

[0060] In Fig. 6 zeigen die Daten der Zwischen-
schichtdicke 0 nm die Eigenspannung der Beschich-
tungsschicht an, die direkt auf dem Untergrund liegt.
Die in Fig. 6 durch Vierecke gekennzeichneten
Daten geben das Ergebnis der Druckeigenspannung
der Beschichtungsschicht von Probe Nr. 1 an. Die in
Fig. 6 durch leere Kreise dargestellten Daten geben
das Ergebnis der Druckeigenspannung der
Beschichtungsschicht von Probe Nr. 2 an. Die in
Fig. 6 durch Dreiecke gekennzeichneten Daten
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geben das Ergebnis der Druckeigenspannung der
Beschichtungsschicht der Probe Nr. 3 an. Die in
Fig. 6 durch schwarze Kreise gekennzeichneten
Daten geben das Ergebnis der Druckeigenspannung
der Beschichtungsschicht der Probe Nr. 4 an.

[0061] Wie in Fig. 6 gezeigt, wurde bestatigt, dass
die Druckeigenspannung der Beschichtungsschicht
mit zunehmender Dicke der Zwischenschicht
abnimmt, unabhangig von der Zusammensetzung
der Zwischenschicht. Insbesondere wurde festge-
stellt, dass die Druckeigenspannung der Beschich-
tungsschicht bei der Probe Nr. 1, die eine Zwischen-
schicht mit Ti und Ar aufweist, im Vergleich zu den
anderen Proben Nr. 2 bis Nr. 4 deutlich geringer ist.
Im Bereich der Zwischenschichtdicke von 20 nm
oder mehr bis 80 nm oder weniger betrug die Drucke-
igenspannung der Beschichtungsschicht der Probe
Nr. 1 1,45 GPa oder weniger, insbesondere 1,4 GPa
oder weniger.

Messung der Adhasionskraft

[0062] Die Adhasionskraft der Proben Nr. 1 bis Nr. 4
wurde durch Kratztests gemessen. Die Kratztests
wurden unter Verwendung eines Diamanteindring-
koérpers mit einer Spitzenform mit einem Krim-
mungsradius R von 200 pym bei einer Geschwindig-
keit von 10 mm/min und einer Lastrate von 100 N pro
Minute durchgeflihrt. Bei den Kratztests wurde die
Belastung beim Auftreten von Ablésungen (Abldse-
kraft) als Adhasionskraft bewertet. Die Kratztests zei-
gen, dass mit zunehmender kritischer Last das Auf-
treten von Ablésungen unwahrscheinlicher wird, d. h.
die Adhasionskraft ist hoher. Fig. 7 ist ein Diagramm,
das die Ergebnisse der Adhasionskraftmessung
zeigt. Die horizontale Achse des in Fig. 7 dargestell-
ten Diagramms ist die Zwischenschichtdicke (nm)
und ist die vertikale Achse die Abldsekraft (N). In
Fig. 7 zeigen die Daten der Zwischenschichtdicke 0
nm das Messergebnis der Adhasionskraft der
Beschichtungsschicht bei dem nicht eingefligten
Objekt.

[0063] Wie in Fig. 7 gezeigt, wurde bestatigt, dass
bei allen Proben Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 4, wenn die Zwi-
schenschichtdicke 40 nm betrug, die Adhasionskraft
im Vergleich zu dem nicht eingefiigten Objekt ver-
bessert wurde. Es wurde bestatigt, dass bei einer
Zwischenschichtdicke von 40 nm die Adhasionskraft
insbesondere der Probe Nr. 1, die das Beispiel der
vorliegenden Offenbarung ist, im Vergleich zu den
anderen Proben Nr. 2 bis Nr. 4 deutlich verbessert
war. Im Bereich der Zwischenschichtdicke von 20
nm oder mehr bis 80 nm oder weniger betrug die
Adhasionskraft der Probe Nr. 1 110 N oder mehr.

[0064] Andererseits wurde bestatigt, dass bei einer
Zwischenschicht von 200 nm die Adhasionskraft der
Proben Nr. 1 und Nr. 2 im Vergleich zu einer Zwi-
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schenschicht von 40 nm abnahm. Es wurde besta-
tigt, dass es keine signifikante Anderung der Adhé-
sionskraft der Beschichtungsschicht von Probe Nr. 3
gab, unabhangig von der Dicke der Zwischenschicht.

[0065] Fig. 8 ist eine Tabelle, in der die Ergebnisse
der oben erwahnten Hartemessung, Spannungs-
messung und Adhasionskraftmessung zusammen-
gefasst sind. In Fig. 8 sind die Harte, die Spannung
und die Adhasionskraft jeder der Proben Nr. 1 bis Nr.
3 in Prozent angegeben, wenn die Harte, die Span-
nung und die Adhasionskraft des nicht eingefugten
Objekts jeweils 100% betragen.

[0066] Wie in Fig. 8 gezeigt, wurde bestatigt, dass
bei einer Zwischenschichtdicke von 40 nm die Harte
und die Adhasionskraft der Probe Nr. 1, die ein Bei-
spiel der vorliegenden Offenbarung ist, im Vergleich
zu dem nicht eingefiigten Objekt und den Proben Nr.
2 und Nr. 3 erheblich verbessert wurden. Wenn die
Zwischenschichtdicke 40 nm betrug, hatte Probe Nr.
1 einen bemerkenswerten Spannungsrelaxationsef-
fekt im Vergleich zu dem nicht eingefiigten Objekt,
der Effekt war auch bemerkenswert im Vergleich zu
den Proben Nr. 2 und Nr. 3.

[0067] Wie aus den obigen Ergebnissen hervorgeht,
ist die Probe Nr. 1, die eine Zwischenschicht mit Ti
und Ar aufweist, bei einer Zwischenschichtdicke
von 40 nm in Bezug auf die Verbesserung der
Harte, die Spannungsrelaxation und die Verbesse-
rung der Adhasionskraft umfassend hervorragend.

EDX-Oberflachenanalyse

[0068] Die Elementanalyse wurde an der Probe Nr.
1 mittels EDX-Analyse durchgefihrt. Die Analysebe-
dingungen sind wie folgt.

(1) Vorbehandlung der Probe: Ausdinnung mit
dem FIB-Verfahren (u-Probeentnahmeverfah-
ren)

(2) Elementaranalyse (Oberflachenanalyse)

(3) Rastertransmissionselektronenmikroskop:
JEM ARM200F, hergestellt von JEOL Ltd.

(4) Beschleunigungsspannung: 200 kV

(5) Bestrahlungsstrom: etwa 7,5 nA

(6) Elementaranalysator: JED-2300T

(7) Effektive Zeit: 60,0 Sekunden

(8) Energiebereich: 0 keV oder mehr und 40 keV

oder weniger

[0069] Fig. 9 zeigt ein Diagramm, das eine Ti-Ele-
ment-Zuordnungsabbildung in der Zwischenschicht
der Probe Nr. 1 zeigt. Fig. 10 ist ein Diagramm, das
eine Ar-Element-Zuordnungsabbildung in der Zwi-
schenschicht der Probe Nr. 1 zeigt.
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[0070] Wie aus den in den Fig. 9 und 10 gezeigten
Zuordnungsabbildungen ersichtlich ist, enthalt die
Zwischenschicht der Probe Nr. 1 Ti und Ar. Wie aus
der in Fig. 10 gezeigten Ar-Zuordnungsabbildung
ersichtlich ist, weist die Zwischenschicht der Probe
Nr. 1 eine Mehrzahl von Ar-angereicherten Berei-
chen auf, die inselférmig verteilt sind. Wie in Fig. 10
gezeigt, wird festgestellt, dass in Dickenrichtung der
Zwischenschicht die Mehrzahl der Ar-angereicherten
Bereiche in der Zwischenschicht ausgehend vom
zentralen Abschnitt der Zwischenschicht mehr in
dem Bereich an der Seite des Grundkorpers als aus-
gehend von der Mitte in dem Bereich an der Seite der
Beschichtungsschicht verteilt ist.

[0071] Fig. 11 ist eine Tabelle, die die Verhaltnisse
der Elementbestandteile in Atom-% an den Mes-
spunkten P1 bis P4 zeigt, die in Fig. 10 dargestellt
sind. Die Messpunkte P1 und P3 entsprechen den
Ar-angereicherten Bereichen, und die Messpunkte
P2 und P4 entsprechen den anderen Bereichen als
den Ar-angereicherten Bereichen in der Zwischen-
schicht.

[0072] Wie in Fig. 11 gezeigt, betrug der Anteil von
Ar an jedem der Messpunkte P1 und P3 in den Ar-
angereicherten Bereichen 5 Atom-%. Auf der ande-
ren Seite betrug der Anteil von Ar an den Messpunk-
ten P2 und P4 aullerhalb der Ar angereicherten
Bereiche 1 Atom-%. Wie aus dem Ergebnis hervor-
geht, ist der Ar angereicherte Bereich in der Zwi-
schenschicht ein Bereich, der zumindest 3 Atom-%
oder mehr enthalt, insbesondere mehr als 1 Atom-
% Ar.

[0073] Anhand der in Fig. 11 gezeigten Ergebnisse
wurde bestatigt, dass die Zwischenschicht der Probe
Nr. 1 neben Ti und Ar auch N, Al, Nb, Mo und W ent-
halt. W wurde an der Messstelle P2 auf3erhalb der Ar
angereicherten Bereiche nachgewiesen, aber nicht
an den Messstellen P1 und P3 in den Ar angereicher-
ten Bereichen.

[0074] Aus den in Fig. 11 dargestellten Ergebnissen
geht hervor, dass die Zwischenschicht der Probe Nr.
1 zumindest 65 Atom-% oder mehr Ti und 1 Atom-%
oder mehr Ar enthalt.

Verschleil3test

[0075] Verschleiltests wurden an den Proben Nr. 1
bis Nr. 4 (Zwischenschichtdicken 10 nm, 20 nm, 40
nm, 80 nm, 120 nm, 160 nm und 200 nm fir die Pro-
ben Nr. 1 bis Nr. 3 und Zwischenschichtdicke 40 nm
fur die Probe Nr. 4) und an Proben ohne eingeflgte
Zwischenschicht durchgefuhrt. Die Verschleiltests
wurden unter den folgenden Bedingungen unter Ver-
wendung von Cermet-Materialien fir die Drehbear-
beitung (Modellnummer: CNMG120408PQ) durch-
gefihrt.
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(1) Verfahren: Nasses kontinuierliches Schnei-
den unter Verwendung eines Rundmaterials
von ¢200

(2) Werkstlick: SCM435
(3) Vorschub f: 0,20 mm/Umdrehung
(4) Schneiden ap: 1,0 mm

(5) Verfahren zur Bewertung: Der Verschleil3 der
Seitenflache (Nasenverschleil) nach 60 Minu-
ten Schnittzeit wurde mit einem Mikroskop
gemessen.

[0076] Fig. 12 ist ein Diagramm, dass die Ergeb-
nisse der Verschleil3tests angibt. Die horizontale
Achse des in Fig. 12 gezeigten Diagramms ist die
Zwischenschichtdicke (nm), und die vertikale Achse
ist das Verhaltnis (VerschleiBwiderstandsverhaltnis)
zwischen dem Betrag des Nasenverschleiles des
nicht eingefiigten Objekts und dem Betrag des
NasenverschleilRes der Probe mit jeder Zwischen-
schichtdicke. Insbesondere ist das VerschleilRwiders-
tandsverhaltnis der Betrag des Nasenverschleil’es
des nicht eingefligten Objekts zum Betrag des
Nasenverschleifes der Probe, welche die Zwischen-
schichtdicke hat.

[0077] Wie in Fig. 12 gezeigt, war der Verschleil3be-
trag der Proben Nr. 1 bis Nr. 3 im Bereich der Zwi-
schenschichtdicke von 10 nm oder mehr bis 80 nm
oder weniger im Vergleich zu dem nicht eingefiigten
Objekt, das keine Zwischenschicht aufweist, verrin-
gert. Wie aus dem Ergebnis ersichtlich ist, ist die Ver-
schleil¥festigkeit der Proben Nr. 1 bis Nr. 3 im Bereich
der Zwischenschichtdicke von 10 nm oder mehr bis
80 nm oder weniger hoher als die des nicht eingefiig-
ten Objekts. Wie zu sehen ist, hat von den Proben Nr.
1 bis Nr. 3 die Probe Nr. 1 eine besonders hohe Ver-
schleil¥festigkeit.

[0078] Wie oben beschrieben weist der Einsatz (als
ein Beispiel der Einsatz 1) gemaR der Ausfiihrungs-
form den Grundkorper (als Beispiel der Grundkdrper
2) und die Beschichtungsschicht (als Beispiel die
Beschichtungsschicht 3) auf, die die Oberflache des
Grundkorpers bedeckt. Der Grundkorper ist aus Cer-
met gemacht. Bei dem Einsatz gemafR der Ausfih-
rungsform ist die Ti- und Ar-enthaltende Zwischen-
schicht (als Beispiel die Zwischenschicht 4)
zwischen dem Grundkdrper und der Beschichtungs-
schicht angeordnet.

[0079] Daher kann der Einsatz gemal’ der Ausflih-
rungsform eine verbesserte Verschleil¥festigkeit auf-
weisen.

[0080] Die in Fig. 1 gezeigte Form des Einsatzes 1
ist lediglich ein Beispiel und schrankt die Form des
Einsatzes gemaR der vorliegenden Offenbarung
nicht ein. Der Einsatz gemaf der vorliegenden Offen-

barung kann einen Koérper aufweisen, der beispiels-
weise eine Rotationsachse hat und in einer Stabform
ausgebildet ist, die sich von einem ersten Ende zu
einem zweiten Ende erstreckt, eine Schneidkante
hat, die am ersten Ende des Kérpers angeordnet
ist, und eine Nut hat, die sich wendelférmig von der
Schneidkante zum zweiten Ende des Korpers
erstreckt.

[0081] Weitere Effekte und Variationen kdbnnen vom
Fachmann ohne weiteres abgeleitet werden. Daher
ist eine Mehrzahl von Aspekten der vorliegenden
Offenbarung nicht auf die spezifischen Details und
reprasentativen Ausfihrungsformen beschrankt, die
oben dargestellt und beschrieben sind. Dementspre-
chend sind verschiedene Anderungen méglich, ohne
vom Geist oder Umfang der allgemeinen erfinderi-
schen Konzepte abzuweichen, die in den beigeflg-
ten Anspriichen und deren Aquivalenten definiert
sind.

BEZUGSZEICHEN

1 Einsatz

2 Grundkorper

3 Beschichtungsschicht

4 Zwischenschicht

21 Durchgangsloch

41 Ar-angereicherter Bereich
70 Halter

73 Tasche

75 Schraube

100 Schneidwerkzeug
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Patentanspriiche

1. Ein Einsatz, aufweisend:

einen Grundkdrper und

eine Beschichtungsschicht, die eine Oberflache des
Grundkoérpers bedeckt,

wobei der Grundkérper aus Cermet gemacht ist und
zwischen dem Grundkdrper und der Beschichtungs-
schicht eine Ti- und Ar-enthaltende Zwischenschicht
angeordnet ist.

2. Der Einsatz gemafl® Anspruch 1, wobei die
Zwischenschicht eine Mehrzahl von Ar-angereicher-
ten Bereichen aufweist, die inselformig verteilt sind.

3. Der Einsatz gemall Anspruch 2, wobei die
Mehrzahl von Ar-angereicherten Bereichen in der
Zwischenschicht mehr in einem Bereich ausgehend
von einer Mitte in der Dickenrichtung der Zwischen-
schicht an einer Seite des Grundkoérpers verteilt ist
als in einem Bereich an einer Seite der Beschich-
tungsschicht ausgehend von der Mitte.

4. Der Einsatz gemaf Anspruch 2 oder 3, wobei
die Ar-angereicherten Bereiche 3 Atom-% oder
mehr Ar enthalten.

5. Der Einsatz gemall einem der Anspriche 1
bis 4, wobei die Zwischenschicht eine durchschnitt-
liche Dicke von 20 nm oder mehr und 80 nm oder
weniger hat.

6. Der Einsatz gemaR einem der Anspriiche 1
bis 5, wobei die Beschichtungsschicht eines oder
mehrere Elemente, ausgewahlt aus Elementen der
Gruppe 4, Gruppe 5 und Gruppe 6 des Periodensys-
tems, Si und Al, und eines oder mehrere Elemente,
ausgewahlt aus C, N und O, enthalt.

7. Der Einsatz gemal einem der Anspriche 1
bis 6, wobei die Beschichtungsschicht aus Tiq.5pc.
dAlLLMW.Siy(CxN_4) gemacht (M ist ein oder meh-
rere Metallelemente, ausgewahlt aus Nb, Mo, Ta, Hf
und Y, wobei 0,40<a<0,55,0,01<b<0,1,0,01<c
<0,1,0,01 £d <0,05, und 0 £ x £ 1) gemacht ist

8. Ein Schneidwerkzeug, aufweisend:
einen Halter, der sich von einem ersten Ende zu
einem zweiten Ende erstreckt und eine Tasche an
einer Seite des ersten Endes aufweist, und
den Einsatz gemaR einem der Anspriiche 1 bis 7,
der in der Tasche angeordnet ist.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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